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 はじめに  

ソーダ石灰ガラスのようなアルカリガラスに電圧を印加すると、そのガラス表面近傍からアル

カリ金属イオンが電場パターンに応じて移動する。これにより、表面が改質されたガラス表面は、

改質前に比べて屈折率・導電率が低下し、ウェットエッチングや CVD 等の後処理を行うことで、

ガラス表面のアルカリ金属イオンパターンに応じた表面凹凸構造を形成出来る[1, 2]。本研究では、

可視波長のレーザにより感光性ポリマーに記録したホログラムに対し、コロナ放電処理により電

場を印加することにより、基板材料である透明なソーダ石灰ガラス上にホログラムを形成する。 

 

 実験  

ソーダ石灰ガラス基板(25×25×1 mm)上にアゾベンゼンポリマーをスピンコートし、波長 514 

nm の Ar+レーザを用いてフレネルホログラムを記録した。このサンプルを 136℃に加熱した大気

雰囲気下でコロナ放電処理することにより、ホログラムを縞周期に応じたアルカリ金属イオンパ

ターンとしてガラス基板上に転写した。その後、アセトンを用いてガラス基板上のアゾベンゼン

ポリマーを除去した。以上の手順で作製した表面改質ガラス基板を、200℃に加熱した環状シロキ

サン雰囲気内で再度コロナ放電処理した。 

 

 結果  

ガラス基板上には、コロナ放電により分解・帯電された環状シロキ

サン由来の SiO2がアルカリ金属イオンパターンに向けて選択的に堆積

し、表面レリーフ型のガラスホログラムが形成された。レーザにより

再生したホログラムを Fig. 1 に示す。形成されるガラスホログラムのレ

リーフの高さは、コロナ放電処理条件とレーザ記録時の周期に大きく

依存することがわかった。以上のコロナ放電を用いたプロセスにより、

可視波長のレーザにより記録されるホログラムを、同波長域に吸収を

持たないガラス上に転写・形成することが可能である。  
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